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Bste invencidn se refiere a la deposicidn elec~

1

trolitica de metales sobre un sustrato, y cstd relaciona~,
da particularmente con el electrochapado a partir dg uns %
disolucidn de electrolito que comprende un halogenuro, ba%
5 Jo condiciones que tienden a causar el desprendimiento dei
haldgeno gaseoso en el 4nodo. E1 objeto de la invencién e%
suprimir el desprendimiento de halbgeno bajo estas condi-f

i
ciones. La invencién proporciona un procedimiento de elec-

trochapado y una disolucidén de electrolito. !

10 La invencién es particularmente Wtil para el eléc-
trochapado de niquel, y para el electrochapado de cromo ai
bartir de una disolucidn de una sal de cromo trivalente, i
¥y para el electrochapado de cobalto. Otros metales de in-;
terds particular para el procedimiento de electrochapado ;
15‘ de la presente invencidén son los metales noblels, especial%
mente el rutenio. El procedimiento puede aplicarse tanbidn
al electrochapado de zinc. 2
El desprendimiento de haldzeno gaseoso 2 partir,

de una disolucidén de electrolito que contiene un halogenu;
20 %ro se pone especialmente de manifiesto cuando el dnodo del
A :procedimiento de electrochapado es un #dnodo insoluble, es
decir, cuando la superficie del dnodo que estd en contac—
to con la disolucidn de electrolito es insoluble en esa
disolucién. Un dnodo insoluble de interds particular para'
25 ;el electrochapado de niquel en el procedimiento de esta

invencidn es un 4nodo platinado, por ejemplo, un dnodo de

Eniquel o de titanio que tiene un revestimiento o depdsito

%de platino. Un #nodo platinado seria Util tembién para el

gelectrochapado de cobalto. Para el electrochapado a partir

30 'de une disolucién de una sal de cromo trivalente, un 4nodo
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insoluble adecuado es un dnodo de carbono.

Segin la presente invencidén, se proporciona un

;método para formar, sobre un sustrato, un depdsito de un
gmetal, que comprende hacer pasar una corriente eléctrica

5 ;entre un 4nodo insoluble y el sustrato como pieza catddi-
Eca, a través de una disolucidén de eleetrolito que contiene
;iones de halogenuro y también iones del metal que ha de
'ser depositado, y que conticne también un compuesto orgd- .
§nico gue contiene un grupo aceptor de electrones, ¥y que se

10 ioxida en el dnodo con preferencia al ién de halogenuro.
IPara congeguir los mejores resultados, el compuesto es uno
'que es reducido en el cdtodo, con lo que la concentracidn
de dicho compuesto en el electrolito se mantlene sustancial-
;mente constante.

15 ; El idén metdlico es preferiblemente niquel, cromo
itrivalente, cobalto o zinc. El idén de halogenuro es prefe-

riblemente el idén cloruro. Para mayor sencillez, estos io{

nes se introducen en el electrolito disolviendo un haloge-

nuro del metal.

20 Ia disolucién de electrolito puede contener adi-

tivos convencionales de electrochapado, tales como agentes

iabrlllantadores ¥y un tapdn 0 regulador de pH., La presencia
ude un tamponador de pH tal como el dcido bdrico es parti-
;cularmente importante en el procedimientod la presente

25 éinvencidn; el compuesto orgdénico supresor de haldgeno, por
%ej. deido cltrico u otro dcido alfa-hidrocarboxilico, como
259 discute mds adelante, no puede estar presente en sufi-
icientes cantidades para actuar por si mismo como agente

tamponador, ya que si estuviera presente en cantidad sufi{

30 ciente para tamponar tendria tendencia a impedir una depo-
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%sidién homogénea y uniforme; esta deposicidn homogénea y
iuniforme es un fenémeno deseado en los procedimientos de
;electrochapado.

g Asi pues, una caracteristica de la presente in-
gvencidn es que el dcido alfa-hidroxicarboxilico u otroconm
5puesto supresor del haldseno estd presente en pequefias can-
Etidades, por ej. del orden de 0,1 a 2 gremos por litro del
%electrolito. Se ha comprobado gque incluso en la proporcidn
ide 1 éramo de este deido por litro de disolucién de elec-
§trolito, puede obsgervarse un efecto perjudicial, aunque

casl imperceptible, en la homogeneidad y uniformidad del
depdsito cuando se estudia deialladamente la reaccién, mien-
?tras que sélo la mitad de esta proporcibn, es decir 0,5
gramog por litro, puede ser suficiente para conseguir una
supresibn casi completz del desarrollo de haldgeno.

El compuesto supresor de halégeno preferido es un
dcido alfa-hidrocerboxilico, y en el procedimiento de esta
invencidn el decido puede afiadirse a la disolucién de elec--f
trolito como tal, o puede afiadirse en forma de su sal, por
ejemplo una sal de sodio o de otro metal alcalino. La sal A
de emonio es menos ventajosa, Cuando ha de utilizarse Aci-
ido eftrico en el procedimiento de esta invenciébn, es muy
1convenien‘be afiadirlo en forma de citrato trisédico.

Cuando el dcido estd presente en la proporcién

ide 0,2 a 0,9 gramos de dcido o de equivalente de #dcido por
§1itro de electrolito, parece haber cierte mejora en la uni-
;formidad vy homogeneidad del depdsito, aunque la ventaja
%principal de esta invencidn reside en la supresidén del des-
gprendimiento de haldgeno, mds que en cualquier efecto so- A

'bre 1la homogeneidad y uniformidud del depbsito.
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Ademds de un procedimiento & electrochapado, la
invencién también proporciona un electrolito que comprende
Eagua, iones de un metal que ha de ser electrochapado, io-
;nes de halogenuro, y hasta 2 gramos por litro de un compues-
Sto supresor de haldoeno que contiene un grupo aceptor de
.electrones, ¥y que se oxida con preferencia a log iones de
Ehalogenuro en presencia de los iones del metal del &cido.

; Los compuestos empleados como supresores del
?desprendimiento de haldgeno en el procedimiento de esta
Sinvencién han de tener un grupo aceptor de electrones, y
éhan de tener una estructura tal que esie grupo acepte un
?electrén (es decir, el compuesto es oxidado mds fdcilmente,
;bajo las condicioncs de electrolisis, que el halogenuro
?del electrolito. Asi, el halogenuro no se convierte en ha-
ilégeno gaseo0so, de modo que el desprendimiento de haldgeno,
%por ej. cloro gaseoso, se suprime. Para que sblo se nece-;
' gite una pequefia cantidad del compuesto para suprimir el
!desprendimiento de haldgeno, el compuesto tiene gue ser
iuno cuyos productos de oxidacidn sean reducidos en el cd~
Etodo, de modo que se regenere el compuesto. El compuesto

. se pierde lentzmente, y el efecto supresor del haldieno no
?dura indefinidamente, pero con compuestos que pueden ser
‘regenerados el efeeto supresor del haldgeno dura mds tiem
‘po que el que podria obtenerse por simple destruccidén pre-
éferente del compuesto orgdnico.

! Cuando, por ejemplo, se emplea &cido citrico co-
?mo supresor de cloro en el bafio de cloruro de niquel que
se describe mds adelante en el Ejemplo 1, la electrolisis
puede ser efectuada continuamente durante 60 horas antes
ide que empiece el desarrollo .e cloro, empleando uns cO-

i
¢
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;rriente de 2 amp. y una densidad de corriente anddica de

;4,3 amp. por decimetro cuadrado, siendo repuesta continua-
;mente la sal del electrolito, y siendo de 5 litros el vo-
%lumen del bafio, Sin el dcido cltrico la electrolisis bajo
5 gestas condiciones hubiera producido, segin la ley de Fara-
?day, aproximadamente 120 litros de gas, la mayor parte del
gcual hubiera sido cloro. Asi, el dcido citrico se perdia a
Euna velocidad de aproximadamente 20 mg. por amperio-hora.
Z Los grupos aceplores de electrones adecunados ine
10 écluyen los grupos de hidroxilo (~0H), amino (-NH2), carbo—
nilo (-C0) y aldehido (-CHO), ¥y en la molécula del supre-
sor de haldgeno hay preferiblemente dos cualesquiera de
estos grupos, 0 al menos uno de ellos juntamente con un
grupo de carboxilo (~COOH) o de Acidosulfénico (-SO3H).
C 15 iNi el grupo de carboxilo ni el grupo de dcido sulfénico,
cuando no hay presente ningin oiro grupo aceptor de elec-
trones, son capaces de hacer preferentemente oxidable a un
compuesto; es decir, un compuesto cuyos unicos grupos :‘.’v.n—E

cionales son el de carboxilo o el de dcido sulfdénico no es

20 adecuado pars ser empleado en el procedimiento de esta in-
{vencidn.
% Dos clases de compuestos, la mayoria de cuyos
imiembros son eficaces como supresores de haldgeno en el
iprocedimiento de esta invencidn, son los alcoholes poliva

25 glentes vy los édcido alfa-hidroxicarboxilicos. Se prefieren
gespecialmente el decido citrico y el decido tartdrico, Tam-
%ién lo son los dcidos hidroxibenceno-carboxilico e hidro-
?ibencenosulfdnico. Los aminodcidos son también muy efec-
‘tivos. ‘

30 § No todos los compuestos que poseen los grupos fum-

1]
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cionales especificados son efectivos para suprimir el des-
prendimiento de haldgeno de los electrolitos que contienen
halogenuros; ni siquiera son efectivos todog los dcidos al
fa—hidrocarboxilicos, aunque si lo son la mayoria. Pueden
%ncontrarse experimentalnente compuestos adecuados, y en

?a Tabla I se indican unos 50 compuestos que poseen los gru-
pos funcionales discutidos anteriormente, y se indica si son
o no efectivos a concentraciones razonablemente bajas (has¥
Ea 4 g/1.) para suprimir el desprendimiento de haldgeno con
bada uno de los cuatro metales de revestimpiento de mds in-
%erés pera la deposicién electrolitica empleando un dnodo
ﬁnsoluble. (Se cbservard que en los procedimientos de elec-
%rochapado en los que el unico dnodo empleado es un dnodo
éoluble, es decir fungible, no surge ningin problema de
@esprendimiento de haldgeno que pueda ser resuelto por los.
grinoipios de la presente invencidn; cuando se utiliza un -
énodo soluble, el ién meidlico procedente del electrolito

& depositado sobre el sustrato es sustituido en el electro-
lito a partir del 4nodo.El problema de desprendimiento de
%alégeno surge, naturalmente, cuando se utiliza un dnodo

insoluble en presencia de un dnodo soluble o fungible, que

[}

- frecuentemente es el procedimiento de depositar electroliti-

25

30
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éamente niguel, cobalto 6 zine). Los cuatro metales de ma-
&or interds son el niquel, cromo trivalente, cobalto y zinc.
% En la Tabla II se expone la composicidn del elec-
;rolito ¥ las condiciones de ensayo en las que se llevé a
éabo la seleccidén de los compuestos candidatos.

§ Se dan a continuacidn algunos ejemplos especifi—g
Los fle disoluciones de electrochapado y de procedimientos

ﬁe electrochapado segin la invencién. Las densidades de co-

| 3789749
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. rriente citadas en estos gjemplos son densidades de corrisn=-
. te anddicas. E1 cloruro de cromo era, en todos los casos,
4 .

. tricloruro de cromo (cloruro crdmico).

Avnque el procedimiento de la invencién se des~

| cribird con referencia a un procedimiento de elecirochapa~
i

do en cuba, puede emplearse btambién para un procedimiento
i

éde rotoelectrochapado.
i
‘ Log tres primeros ejemplos del procedimiento de

festa-invencidn nuestran, respectivamente, el electrochapa~-
%do de niquel a partir de un bafio que contiene una alta can-
Etidad de halogenuro (cloruro); el electrochapado de niquel
a partir de un bafio que contiene una baje cantidad de ha-
%logenuro (cloruro); y el electrochapado de cromo a partir

de una disolucidn de cromo trivalente.

EIBMPLO I
L (4) Un bafio electrolitico tenia la composicidn si-
iguientes
cloruro de niquel 200 g/litro
sulfato de niquel 80 g/1itro
dcido bdrico 40 g/1itro
deido eitrico 0,5 g/litro
abrillantadores

pH del bafio : aproximadamente 4

o Una placa de acero suave fué suspendida en el

4

‘bafio como cdtodo, y fué electrochapzda empleando un dnodo
ide titanio platinzdo, con una densidad de corriente de
%4,3 amp/dm2. Después de trabajar durante 0,5 horas bajo
.estas condiciones, se formdé un depdsito uniforme y homogé-
zneo de niquel, de un espesor de 0,025 mm., sobre la pieza

§eat6dica, depbsito que, una vez lavado y seco, mostrd ser

378977
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brillante. En el dnodo no se desprendid nada de haldzeno
detectable. Trabajando en las mismas condiciones sin el
jécido citrico en el bafio, se desprendié tanto cloro que,
:sdlo por seguridad, fué necesario equipar a la nave de
trabajo con un extractor de humos.

(B) Se repitid el procedimiento del Ejemplo 1 (4),
‘pero esta vez habia también presente en el bafio un dnodo
§soluble (niquel), para simular la prdctica industrial con-
;vencional. Tampoco hubo desarrollo alguno de cloro. Ia pér-
‘dide de deido oftrico fud menor que en el ejemplo 1 (4),

Eporque parte de la corriente anédica pasé a través del ané-

%do soluble.

LBJoMPLO 2
| Un bafio electrolitico tenia la composicién si-
Zguiente:
§ cloruro de niquel 60 G/1itro
| sulfato de niquel 300 g/litro
| dcido bérico ‘ 40 g/1itro
deido cftrico 0,5 &/litro
% abrillantadores

El pH era de 4. A partir de esta disolucidn se
gdepositd niquel sobre una plancha de acero suave, emplean—
:do un dnodo de titanio platinado a una densidad de corrien-
;te de 4,3 amp./dm2. Despuds de trabajar 1/2 hora, se formé
tun depdsito de niguel de 0,025 mm. de espesor sobre la
;placa, depbsito que mostrd ser brillante y homogéneo y
?uniforme una vez lavado y seco. Tampoco hubo desprendimin
;to alguno de cloro, mientrus que en las mismas condiclones
fpero sin ‘fcido citrico se desprendieron cantidades impor-.
| tantes de cloro.

; 378979
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§ EJEMPLO 3 <
j Un bafio electrolitico tenia la siguiente compo-
Esicién:

3 trieloruro de cromo hexahidrato 150 g/litro

; eloruro de amonio 31 g/litro
|

cloruro de sodio 56 g/litro
dcido bdrico 9,4 g/litro
§ deido cftrico 0,5 g/litro

Mientras que en los Ejemplosly 2 el disolvents
de la disolucibn de electrolito era agua, en este Ejemplo
lera dimetilformamida que contenia 50% de agua. El pH&l
bafio era de aproximadamente 2.

Una pieza colada en troguel, de aleacidn de zinc,
una vez electrochapada en una disolucién de niquelado bri-
llante, fué suspendida en el bajio como chtodo, y electro-
chapada con cromo, empleando un anodo de carbono a una den-

sidad de corriente de 5,35 amp/dm2. Despuds del electrocha—

. ipado durante 4 minutos, se formé sobre la pieza mecaniza-

{
ida un depésito uniforme y homogéneo de cromo, pero no hubo

desprendimiento alguno de c¢loro. Se ha indicado anterior-
Emente que la produccidén de cloro en el dnodo es un grave
Einconveniente de este baiio de electrochapado, porque el
écloro es soluble en la dimetilformemida y tlene efectos

iperjudiciales en las propiedades de los depdsitos.

i Cloruro de cromo hexshidrato 240 g/litro
: Cloruro de sodio 50 g/1.

; Cloruro de amonio 50 g/1.

2 Acido bérico 8 &/1.

? Dimetilformamida 50% vol/vol )resto hag
: Jta 1 1li=-
§ Agua, 50¢% vol/vol )tro

; Menite 0,5 &/1.

578979
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Condicicnes de trabajo

Temperatura 15~3020
Densidad de corriente 1-20 amp/dm2
pH 1-3 (1,6 éptimo)

Cdtodo de acero niquelado
Anodos de carbono

Ningin desprendimiento de cloro

EJEMPLO 5

Cloruro de cromo hexahidrato 240 g/1.
! Cloruro de sodio 58 g/1.
f Cloruro de amonio 50 g/1.
| Acido bérico 8 g/l.

Dimetil formamida 50% vol/vol

Agua 50% vol/vol

Acido D=L glicérico 0,5 g/1.

Condiciones de trabajo como en el Ejemplo 4
Ningdn desprendimiento de cloroc.
EJEMPLO 6
j Bafio de cloruro de cromo como en el Ejemplo 5,
;pero, en luger de 4cido D=-L-glicérico, 0,5 g/l. de dcido
| 2y4-dihidroxibenzoico.
’ Ningun desprendimiento de cloro.
BJEMPLO 7
Disolucidn de eloruro de cromo como en el Ejemplo

!

t
!
i
|

!5, pero el dcido D-I-glicérico se sustituye por 0,5 g/1 de
deido p-fenil-sulfdnico. ' |
Ningin desprendimiento de cloro.
EIEPLO 8
Disolucidn de electrochapado de cromo trivalente

(como en el Ejemplo 5, pero sin deido D=L glicérico) que

! contiene

, . 378079 |

f
|
i



10

15

20

25

30

31.5.70

Trietanolamina 0,5 &1

Ni hay desprendimiento de cloro
EJEMPLO 9

Sulfato de niquel 300 g/l.

; Cloruro de niguel 70 &/1.

Acido bérico 40 g/1.
Abrillantadores -

% ‘ Fenol 0,5 g/1.

: pH 4,0

i Temperatura 60¢e¢
No hay desprendimiento de clord.

, EJEMPLO 10

f ~ Sulfato de niquel 300 g/1.
Cloruro de niguel 70 &/1.
Acido bérico 40 g/1.

i Abrillantadorss -

; Beta~naftol 1 g/l.

E pH : 440

| Temperatura 60¢C

No hay degprendimiento de clora.

En la Tabla I siguiente se enumeran unos 50 com-

1

épuestOs que tienen 10s grupos funciodnales discutidos ante-

. riormente, y que fueron sometidos a ensayo para determinar

gsu efectividad para suprimir el desprendimiento de cloro
!en cuatro tipos de bafios de electrochapado metdlico. Los
200mpuestos estdn agrupados segin los grupos func;onales que
!contieneh. Los compuestos que son efectivos para suprimir
%el desprendimiento de cloro hasta el punto en que no pudo
gdetectarse ningin olor a cloro estdn indicados por E; estos

! .
fueron eefectivos cuando estaban pre.entes en una concen-

i
1
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tracién de 0,5 gramos por litro, salvo los que estén seﬁa—t
1lados con una cifra entre peréntesis, por ej. (1,5), que
indica el nimero de gramos por litro necesarios. Los compues-
tos que suprimian el desprendimiento de cloro en grado su-
'ficiente para constituir un inhibidor dtil, aungue no el
inhibidor completo deseable, estdn indicados con P, que sig-
hifica supresidén parcial; éstos, si eran parcialmente efec-
?ivos sélo necesitaban 0,5 g/l., salvo los marcados con una
%ifra méds alta entre paréntesis. Los compuestos que, o bien
Eueron totalmente ineficaces, 0 bien producian una reduc-
éidn del desprendimiento de cloro sin valor industrial, es-
%én sefialados con F(fallo).

‘ Logs compuestos no sometidos a ensayo con el metal
én particular estdn sefialados con-.

E TABLA I

i Efectividad de varios compuestos para suprimir

el desprendimiento de cloro.
|

Fomguesto %52@3 Niquel Cobalto Zine
Grupos OH sélo dente

blicerina . P P(1) "P(4) -
%ietilenglicol P P(2) P(2,5) P(2)
Pirogalol P B E E
%ropilenglicol P - - -
ﬁanita E P(1,5) - -
&enol E E E P(1)
buinol E B E P(1)
%loruglucina E E B E
Patequina E E E B

?—hidroxiquinoleina E - - -
i
i
n
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: Compuesto Cromo Niquel Cobalto Zinc

; triva

! lente

Salicilaldoxima E E(1) E(1) P(1)

Beta-naftol , - E(1) E P(2)
5 Grupos COOH solamente

|

‘Acido maleico B F F ¥

iAcido benzoico P casi P P(2,5) P

Acido ldurico P F - -

Grupos -SO.H solamente

‘ )

10 Acido bencenosulfénico P P P F
Grupes OH y COCH

Acido glicélico F P F -
Acido ldetico F by E(2) -
Acido glucdnico F F P -
15 . iAcido mdlico E E(2) F -
» Acido mandélico B E iy P(5)
Acido tartdrico E E E(1) -
Acido citrico E E casi E(1) -
| Acido D-L glicérico E E(1) E(1) P
20  !Acido 3-hidroxi-n-butirico E E(1) E(1) -
%Acido salicflico E E(1) E P(1)
iAcido m-hidroxibenzoico E B(1) E(1) P(2)
Acido p-hidroxibenzoico E  E E(1) P
fAcido 2-hidroxicindmico E E E(1) -
25 %Acido 2,4~dihidroxibenzoico B B(1) E(1) P(1)
éAcido 2,3, 4=trihidroxiben~
zoico E E E E
Grupos -OH y -SO.K
Acido m-cresolsulfinico E E BE(1) P
30 Acido p-fenolsulfinico E B B -

!

31.5.70 s
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Niquel Cobalto

|
|
l

Compuesto Cromo
triva
lents

Acido cromotrdépico E

‘Acido 8-hidroxiquinoleino-

‘5=gulfdnico E

Acido 8-hidroxi-7-yodoqui-

noleino=5-sulfdnico B

' Grupo --NH2 solamente

‘Trietilentetramina B

Fenilhidrazina E

Grupos —NH2 y COOH

‘Glicina E

Acido antranilico E

Acido etilendiamin tetra-~

acdtico E(1)

;GruPOS —Nsz ~SOB§

Acido sulfanilico E

iGrupos ~NH, y -CH

Btanolamina E

Dietanolamina E

ETrietanolamina E

o-aminofenol B

iGrqu ~C=0

‘Acido pirdvico B

ievulosa E

biacetona alcohol E

?2,6,8—trioxipurina E

'Grupo ~CHO

Benzaldehido E

Acetaldol E

Itaconato de monometilo =

2Glioxal -

53,4-dihidroxibenzaldehido E

E(1) E
E E(1)
E E
(1) B
E(1) E(1)
B B
E E

E(2,5)  E(2)
E(1,5)  E(2)

E(1,5) E
E E(2)
P -
E E

o

s
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: Los ensayos de seleccién mostrados en la Tabla I
%fueron efectuados bajo las condiciones que se muestran en
;la Tabla II, estando presente en cada caso el compuesto en-
Layado en una concentracién de 0,5 gramos por litro. El come
puesto fué sometido de nuevo a ensayo a conceniracidn supe-
%ior cuando el ensayo a 0,5 g/l. mostrd gue podia ser pro-
metedor.

TABIA II

i Condiciones de ensayo

(a) para la deposicién electrolitica de cromo trivalente

Electrolito
Cloruro de cromo hexahidrato 240 g/1.

; Cloruro de sodio 50 g/1.

z Cloruro de amonio 50 g/1.

; Acido bérico 8 g/1.

' Dimetilformemida 50% vol/vol
Agua 50% vol/vol
Compuesto a ensayar 0,5%

Condicioneg de trabajo
15-304C

1-20 amp/dm2

pE 1-3 (1,6 dptimo)

; cdtodo de acero niquelado

dnodo de carbono

(b) para la deposicidn electrolitica de niquel

Electrolito

sulfato de niquel 300 g/1.
; cloruro de niquel 70 g/1.
: dcido bérico 40 g/1.
E abrillantadores a voluntad
: compuesto de ensayo 0,5 g/1

agua resto hasta un litro
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Condiciones de trabajo
602C
pH 4

cdtodo de acero

5 dnodo de titanio platinado
| densidad de corriente 4,3 amp/dm

(¢) Para la deposicién electrolitica de cobalto

Electrolito
Cloruro de cobalto 120 g/1.

10 Acido bérico 60 g/1.
Agua resto hasta un litro

Condiciones de trabajo
50eC
pH 3
15 4 Densidad de corriente, 3,2 amp/dm2

Anodo de titanio platinado
(@) Para la deposicién electrolltica de zinc

E Electrolito
E Sulfato de zinc 100 g/1
20 % Cloruro de amonio 150 g/1.
g Acido bérico
i Compuesto a ensayar 0,5 g/1.
Agua hasta un litro

Condiciones de trabajo

25 Temperatura amblente
i PH 4,5
‘ Anodo de carbono
Densidad de corriente amp/dm2
? El empleo de cualquiera de log compuestos indi-
30 écadoa con E§ P para los diferentes metales en disolucioneé
|
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% de electrochapado que contienen iones de cloruro y los me-
%tales respectivos, con un dnodo insoluble, es un procedi-
miento segin la invenciédn.

El sustrato que puede ser recubierto por medio
de esta invencibn es generalmente un metal, pero no siem-

‘pre, y especialuente un metal ferrosc. Otro sustrato que

puede ser recubierto por el procedimiento de esta invemidn

éea wn material pldstico sintético que ha sido hecho elée-
E

i
H

3

: En la precedente Memoria descriptiva se ha hecho

]

freferencia, para faciliter la comparacidn de resultados,a

tricamente conductor.

i

{densidades de corriente anddicas bastante bajas, por ej.
§4,3 amp/dm2 para el niquel. El procedimiento es igualuente
%aplioable a densidades de corriente mucho mds altas, por

.6J+43 emp/dm2 para niquel.

Para minimizar las pérdidas del supresor de halé-
ggeno y prolongar asl su efectividad, se ha comprobado que
2es necegario agitar el bafio durante la electrolisis. Ia
%agitacidn ha de hacerse preferiblemente en las proximida=-
%des del dnodo. 8i no hubiera agitacidn, los productos de
onidacidn no se eliminariasn del dnodo 1o bastante rdpida-
;mente para permitir que tenga lugar la posterior oxidacidén
zdel supresor de haldgeno. Un medio adecuado para efectuar
ila agitacién es hacer pasar aire a presidn al bafio, por la
fparte inferior del mismo. En ciertas circunstanciss, la
:agitacién puede efectuarse moviendo el dnodo.

i BEsta solicitud que corresponde a la presentada
.en Gran Bretafia el 24 de abril de 1,969, Ne 21 122/69, se
SacOge a los beneficios del art? 51 del vigente BEstatuto

¢
'sobre PrOPiedad Industrial.
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REIVINUDICACIONES

| Los puntos de invencidn propia y nueva que se
Eresentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-
te de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios son los si-
guientes:

‘ l.- Un método de suprimir el desprendimiento de
haldgeno gaseo0so desde una disolucidn de electrochapado que
@ontiene iones haldgeno, caracterizado por afladir al baiio
he electrochapado un supresor de haldgeno eficaz para cap-
%ar electrones en el dnodo con preferencia al halégeno.

j 2.~ Un nétodo semin la reivindicacién 1, caracte-
%izado porque en calidad de compuesto orgdnico oxidado en
él dnodo se utiliza un compuesto cuyo producto de oxidacién
és reducido en el cdtodo con lo que dicho compuesto es re=-

generado durante la electrolisis.

} 3.~ Un método seglin la reivindicacién 2, caracte-
}izado porque el compuesto es uno que cintiene dos grupos,
{m grupo elegido de -OH, -COOH, -50.H, -NH2,>00 y -CHO, y.
el otro grupo ele;ido de -OH, -NHZ,,,CO y =CHO.

i 4.~ Un nétodo segin la reivindicacidén 3, caracte-
%izado porque el compuesto contiene un grupo -OH y un grupo
LCOOH. |

{ 5.- Un método segin la reivindicacidn 4, caracte-

fizado porgue el compuesto es un deido alfa-hidroxicarboxi-
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6.~ Un método segin la reivindicacién 5, caracte-

. rizado porque el compuesto es dcido citrico, dcido tartdri-

‘c0 6 4eido hidroxibencenocarboxilico.
i
! 7.- Un método segin la reivindicacién 3, caracte-

i
]
[}

rizado porgue el compuesto es un alcohol polivalente.

8.~ Un método segin las reivindicaciones 1 6 2 ,-

i
H
A

j

en el que el metal a depositar es cromo, niquel, cobalto 6

)

Flne, caracterizado porque el compuesto orgdnico es uno de»
108 identificedos en la Tabla I en calidad de un supresor
!

‘eficaz de haldgeno en el electrochapado de dicho metal.

9.- Un método segin una cualquiera de las reivin-

hicaciones precedentes, caracterizado porgue la concentra-
%ién del supresor de halégeno es menor de 2 gramos por li-
}ro aproximadamente.

; 10.~ UN HELODO DE SUYRTMIR EL DUSPRENDIMIENTO
ﬁALOGENO GASEOSO DESDE UHA DISOLUCION DE ELECTROCHAPADO.

f Tal y como se ha descrito en la iemoria que an-
ﬁecede, ¥y parae los fines que se han especificado.

: Bsta Memoria consgte de veinte hojas escritas a
héquina por une sola care.

| JADRID, 3 Jui. 1970
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